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Resumo Os filmes finos ou recobrimentos séo peliculas delgadas de um determinado material que
podem ser depositados sobre qualquer tipo de substrato. Existem vérias técnicas de preparacéo
destes filmes, uma das mais utilizadas atualmente é o Magnetron Sputtering [1,2]. Esta técnica
permite incrementar a adesdo do filme com o substrato e melhorar a iteragdo com o tecido
biolégico. A técnica de Magnetron Sputtering baseia-se na “colisdo de ions” que consiste no
bombardeio de um alvo com ions de um gas inerte presente no plasma, geralmente utiliza-se um
gas nobre com elevado nimero de massa como por exemplo o Argbnio (Ar) [2,3]. O plasma é
formado quando se aplica um potencial negativo ao alvo devido a ionizacdo dos atomos de
argbnio. Estes ions sdo atraidos pelo catodo (onde geralmente encontra-se o alvo) o que provoca
uma colisdo conhecida como “sputtering”. Os atomos ejetados que possuirem momento linear
suficiente, viajam em direcdo do substrato onde serdo depositados. Na técnica de Magnetron
Sputtering existem varios parametros de deposi¢cédo que influenciam amplamente nas propriedades
dos filmes preparados. Este projeto tem por finalidade controlar digitalmente a pressdo absoluta na
camara através da implantacdo de um instrumento virtual do tipo LabView. Para fornecer ao
usuario um controle digital foram implementados o diagrama de blocos dos pinos de conexao, tipo
BCD 50 pinos, do monitorador de pressdo absoluta da camara, e possiveis constantes logicas
fornecidas pelo instrumento virtual, para que sejam abordadas todas as situa¢des de controle de
pressdo com o0 intuito de propor ao usuario a interface de conexdo entre o aparelho e o
computador, registrando desta forma os valores de presséo absoluta em tempo real.

1-INTRODUCAO
1.1. Os biomaterias como recobrimentos

Existem varios filmes finos que
podem ser utilizados como recobrimentos,
entre eles temos, o carbono tipo diamante, o
fosfato de célcio, ligas de titAnio com
carbono, etc. Na literatura, encontram-se

trabalhos promissores indicando a
versatiidade e boa aplicacdo destes
materiais em implantes médicos. [3]

O melhor recobrimento sera aquele
no qual se obtenha uma unido forte na
interface prétese-tecido bioldgico, e que se
mantenha as propriedades fisico-quimicos e
biolégicos do recobrimento depositado na
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camada, sem presenca de poros, trincas ou
outras imperfeicdes. [3]

Pode-se esperar que um
recobrimento tenham as composi¢bes
semelhantes ao tecido bioldgico, tendo desta
forma o melhor desempenho em bioatividade
(permite uma resposta biol6gica especifica
na interface com o tecido vivo permitindo
uma melhor ligacdo entre o tecido e o
material). [3]

Como exemplo de aplicacdes destes
filmes finos, temos as cerdmicas bioativas,
que quando sdo implantadas no organismo,
formam uma camada de hidroxiapatita
carbonatada (fosfato de calcio presente no
tecido Gsseo) na superficie do implante, o
gue possibilita a interacao do biomaterial com
0 0sso e permite a fixacdo permanente da
prétese no meio 6sseo sem a presenca de
tecido fibroso interposto, fato comum em
outros tipos de implante. [3]

1.2- Técnica de Deposicéo de filmes finos

A técnica utilizada na deposicdo de
todas as amostras estudadas neste trabalho
€ a chamada de pulverizagdo -catddica
reativa, também conhecida por sputtering
(existem varios tipos de sputtering: RF
sputtering, DC sputtering e magnetron
sputtering). No nosso caso, trata-se de um
RF-magnetron sputtering , uma vez que a
fonte de excitagdo para a formacdo do
plasma 6 um gerador de RF (radio
freqiéncia) e um campo magnético
permanente (ima). [3]

Sputtering é o fendmeno através do
qual remove-se material de um alvo,
predominantemente na forma atémica,
devido ao bombardeamento de &tomos de
alta energia de um gas (Fig.1). Uma das
formas mais convenientes de se conseguir
estes atomos de alta energia €, por meio de
um campo elétrico, que acelera os ions
formados por um plasma. Assim como em
todas técnicas de deposicao, a técnica de RF
sputtering condiciona as propriedades do
material depositado em fungcdo de alguns
parametros de deposicdo tais como:
qualidade dos gases e alvo utilizados,
pressbes total e parcial de cada gas
envolvido no processo, tenséo de polarizacao
do substrato (bem como a distancia anodo-
catodo), temperatura do substrato. [1]
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A presséo total da camara pode ser
obtida através de um medidor por ionizagao
do tipo BOC EDWARDS (modelo 1501C, que
opera em escala linear dentro do intervalo de
10 bar a 10 mbar) e, durante a deposi¢éo,
pode ser monitorada com o auxilio de um
medidor de pressdo absoluta do tipo
EDWARDS da MKS C modelo 3003 que,
acoplado a um controlador de pressdo que
permite a manutencdo de uma pressao
constante no sistema. Para uma analise mais
refinada do interior da cémara, antes do
inicio da  deposicdo, utiliza-se um
espectrometro de massa da Edwards
(modelo EQ 80 F). [3] Com tal aparato, que
possui uma resolucdo da ordem 0.01x10™
mbar e fornece pressbes parciais de
elementos dentro do intervalo de 1-80 -uma
(unidades de massa atbmica), podemos
registrar as pressdes parciais de alguns
gases que por ventura possam interferir nas
caracteristicas do material. [3]

Também fazem parte do sistema
controladores/medidores de fluxo da MKS C
modelo 129Q B3 que, comandando o fluxo
de gases CH e/ou N, , conectados a camara
por meio de uma tubulagdo independente
(em ago inox) aumentam em muito a
confiabilidade e precisdo deste parametro de
deposicao (fluxo de gases). Vale lembrar
gue, a maior parte das vezes, o controle do
fluxo de nitrogénio (ou melhor, a sua presséo
total) € comandado por meio de uma valvula
agulha dado a sua baixissima quantidade
utilizada, muitas das vezes abaixo da
resolucdo do controlador/medidor. A base do
porta-substrato encontra-se um termopar
(tipo K — chromel /alumel) que, acoplado a
um controlador de temperaturas automatico
(modelo Indic 50 da Roberishow), regula a
temperatura de substrato entre a temperatura
ambiente a 400 ° C com uma precisdo da
ordem de £5° C. [3]
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Figura 1 - Esquema da técnica de magnetron
sputtering utilizada para deposicdo dos filmes
finos. [2]

1.4 Controlador de presséo absoluta

O controlador de pressdo absoluta
fornece uma interface no painel traseiro, que
se caracteriza com um conector de 50 pinos
do tipo BCD de sentido Unico (c6digo binario
decimal) com saida para aquisicéo de dados.
A saida do BCD é um protocolo 6tico paralelo
de trés estagios de isolagdo com
caracteristicas de 350 Vp na entrada de
sinal. Os pinos do computador de conexdo
que nao sao dedicados & saida de dados do
BCD sdo reservados para fungbes da
operacao remota do controlador. [4]

2 - OBJETIVO

Implantacdo de um programa de
monitorizagdo do tipo LabView para
aquisicdo de sinais de pressdo absoluta do
Magnetrum Sputtering através da Interface
BCD (cddigo binéario decimal).

3 - MATERIAIS

» Interface BCD

= Controlador de presséo absoluta modelo
1501 C (W 606-30-000)

= Conector Amphenol de 50 pinos # 57-
30500

= Programa LabView verséo 6.0

4 - METODOLOGIA
4.1 - Local da pesquisa:

A pesquisa sera realizada no
laboratério desenvolvimento desenvolvimento
de filmes finos para materiais biocompativeis
do [I.P.D. (Instituto de Pesquisas e
Desenvolvimento) da Universidade do Vale
do Paraiba.

4.2 — Implantacédo do programa Virtual
LabView

Os parametros como pressdo
absoluta, temperatura influenciam
amplamente nas propriedades dos filmes
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finos preparados. O estudo da interface BCD
(Binario Codigo decimal) e sua implantacédo
ao programa LabView proporcionara a
aquisicdo e monitorizacdo dos sinais de
pressao absoluta do Magnetrum Sputtering
constituindo um importante método de
controle na determinacdo das caracteristicas
das amostra preparadas fazendo com que
haja uma boa homogeneidade,
reprodutibilidade , boa aderéncia e controle
da espessura.

A partir do programa LabView
poderemos posteriormente projetar um
sistema de controle, onde utilizaremos como
constantes para andlise dos parametros as
pressdbes maximas e minimas na qual o
instrumento mede na camara. Ver diagrama
de blocos em anexo 1.

4.3 — Analise da conexdo do computador
ao sistema de aquisicdo de dados do tipo
BCD.

As descri¢Bes funcionais dos pinos
S8o como seguem:
Pino 3: fornece a mesma fungdo que os
indicadores do diodo emissor de luz do
desvio no painel de controle. Se o pino 3 for
elevado a (5V), ele indica que a pressao
alcancou o ponto ajustado e o sistema esta
estavel . O Pino 3 permanecera baixo(0V)
para todas as outras circunstancias |,
indicando que a presséo € elevada ou baixa.
(4]
Pino 13: fornece o status da auto posi¢édo de
interruptor da funcdo no painel de controle.
Se o pino for baixo (0V), o interruptor da
funcdo esta na posicdo de AUTO. Toda a
outra posicao resultara no pino alto(5V). [4]
Pinos 29 e 31: fornece meios para medir a
pressédo de saida de uma estagdo remota. Os
pinos podem ser conectados a um
computador ou a um voltimetro digital para
indicar ou gravar a presséo de sistema. [4]
Pino 33: fornece o terra analogo a ser usada
na juncdo dos pinos 3, 13, 37, 45, 46, 47, e
49 . [4]
Pinos 35 e 39: fornece o sinal de entrada da
tensdo de referéncia quando o controlador
estd na modalidade externa do ponto
ajustado. [4]
Pinos 37 e 45: fornece o controle de abertura
e fechamento da véalvula DM20 servo
remotamente. Os pinos foram ajustados a



1 ] ﬁ‘

elevacdo (5V) quando na modalidade local
do controle. Quando o pino 45 é conectado
ao pino 33 (terra analoga), o controle local do
interruptor  OPEN/CLOSE da funcdo no
painel de controle se torna incapacitado. O
pino 37 fornece o controle para a valvula de
auxilio que é fechada (maior que 5V ), ou
aberto (no ponto baixo 0V ). [4]

Pino 46: fornece meios para verificar o ponto
de referéncia da tenséo, interno ou externo,
com respeito ao terra analoga (pino 33). [4]
Pino 47 e 49: fornece meios para selecionar
a modalidade de controle remoto local e o
ponto de ajuste interno ou externo. O pino 47
€ usado para a selecao local (elevado 5V )
ou do telecontrole (baixo OV ). O pino 49 é
usado para (maior que 5V) a sele¢éo interna
(baixo ov) ou externa. [4]

5 —Concluséo

Desta forma podemos concluir que o
software LabView podera ser empregado
para aquisicao de sinais de pressdo absoluta
do “magnetrum Sputtering” pois a saida serial
do aparelho permite que seja utilizado este
programa com éxito. Esperamos que com
esta implantacdo seja possivel monitorar os
parédmetros do “Magnetrum Sputtering” de
maneira a construir um método real e eficaz
no controle dos parédmetros necessarios para
0 estudo dos materiais utilizados em filmes
finos. Estamos a espera das devidas
conexdes, para que sejam obtidos a interface
do monitorador de pressdo com O
computador(conector do tipo BCD de 50
pino) para que sejam efetuados os testes do
projeto construido através do software
LabView.
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